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미세채널반응기에서의 촉매 코팅을 위한  
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선택적 산화반응에의 적용 
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스테인레스 스틸판에 에칭공정을 이용하여 폭 0.7 mm, 높이 0.3 mm 크기의 미세채널 을 제조하였다. 

미세채널에 촉매를 코팅하기 위하여 먼저 스테인레스 스틸 표면에 알루미늄 확산막을 형성

(aluminizing)하였으며, 그 후 600 ~ 1000 ℃에서의 소성과정을 통하여 표면 알루미늄층을 알루미나층

으로 변환시키는 실험을 수행하였다. XRD 분석 결과 800 ℃ 에서 소성한 시료에서 알루미나 피크가 

나타나는 것을 관찰 할 수 있었고, SEM 분석을 통하여 600 ℃ 에서는 알루미나 입자들이 성장하기 시

작하며, 800 ℃ 에서는 알루미나 입자들이 충분히 성장하여 표면을 덮는 것을 관찰하였다. 광학현미경

으로 관찰한 결과, 알루미나층 두께는 대략 10 µm 인 것으로 나타났다. 알루미나층의 비표면적을 증가
시키기 위하여 추가로 sol-gel 공정을 이용하여 이미 제조된 알루미나층 위에 boehmite sol을 코팅하

였다. 이 때 졸과 바인더(PVA solution)의 비를 조절하여 보다 안정한 코팅층을 얻을 수 있도록 실험을 

실시하였다. 졸과 바인더의 비가 3:1일 때 안정한 코팅층을 얻을 수 있었고, 소성온도가 460 ℃ 일 때 
가장 높은 비표면적을 얻을 수 있었으며, 이 때의 γ-Al2O3층의 두께는 10~16 µm인 것으로 나타났다. 

이후 제조한 미세채널에 Pt/Al2O3 슬러리 코팅을 수행하여 촉매를 제조하고 CO의 선택적 산화 반응에 

적용시켜본 결과 반응에 활성이 있음을 확인할 수 있었다.  

화학공학의 이론과 응용 제9권 제2호 2003년


